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１．概要（Summary） 

 リード線を接続したセンサの、センサ部分のみ絶縁膜が

成膜できると、用途が広がることが見込める。今回、膜付

着しにくいと言われているフッ素系樹脂で被覆したリード

線を接続したセンサで実現できるか、北海道大学の設備

を利用して、Al2O3 と TiO2 の積層膜を成膜した。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

原子層堆積装置 SUNALE-R 

【実験方法】 

 リ ー ル に 巻 き 付 け た サ ン プ ル に 、 Al2O3(10nm) →

TiO2(10nm)の順番で、各 5 層成膜した。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

成膜後のセンサを断面加工し、SEM 観察した結果を

Fig.1 に示す。SEM で観える程度の膜厚ではなく、かろう

じて積層されていることは確認できた。リード線への膜付

着を SEM 観察した結果を Fig.2 に示す。予想に反して

成膜されており、リード線の曲げによるクラックが発生して

いる。原子層堆積装置では、センサ部分のみ選択的に絶

縁膜を製膜することができないことがわかった。 

 

 
Fig.1 Cross section SEM image of Sensor 

 

 
Fig.2 SEM image of Lead Wire 
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